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Feluletmoédosité technologiak

A leggyakrabban valtoztatott tulajdonsagok a fellilet keménysége,
kopasallésaga, surlodasi egyltthatdja, kémiai 6sszetétele, a
fellleti réteg kristaly ill. szovetszerkezete, (a szerves molekulak
adszorpcidjanak szempontjabdl lényeges) fellleti energiaja,
mechanikai kifaradasi hatara és ridegsége azaz a toréssel
szembeni ellenalloképessége.
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4.2. Bevonatolo eljarasok:

- pozitiv anyagtranszport (anyagfelhordas)
e plazmaszoras
e bevonas bioaktiv anyaggal
e ionimplantacioé

- negativ anyagtranszport (anyageltavolitas)
e vegyi kezelés
e homokfuvas
o Iézeres feliiletkezelds
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Feluletmoédosité technologiak

»>Bevonatok készitése kémiai és elektrokémiai Uton

»Nem-fémes elemek koncentracidjanak névelése heterogén
reakcidkkal

> Termikus szoéras

>»CVD

»>PVD

»lonimplantacié és ion mixing

> Felllet olvasztas vagy edzés nagy energias(irliségi
besugarzassal

Bevonatok készitése kémiai és elektrokémiai uton

pl. kemény krém réteg levalasztasara
horganyzas

eloxalas (Al,O3)

TaO,, TiN, TaN, HfO, HfN

Nem-fémes elemek koncentraciéjanak novelése
heterogén reakcidkkal

(izzitds gazelegyekben)
karbonizalas, nitridalas acélok esetén
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Termikus szoéras (thermal spraying)

Fémek, 6tvozetek, oxidok, boridok felvitelére alkalmas. A magas
hémérsékletl porlasztott anyagrészecskék (200-5000 °C) nagy
sebességgel (30-900 m/s) Utkéznek a target fellletébe. A
technoldgia altalanos problémaja a tapadas.

Fajtai:
sLangszoras: gaz+oxigén lang, 2800 °C, 30 m/s, féleg
fémbevonatokhoz, tapadas gyenge

*Plazmaszoéras: plazma (inert gaz), 4-5000 °C, 250 m/s, fém
(titan) keramia (hidroxiapatit) bevonatok, elfogadhaté tapadas,
szokasos rétegvastagsag: 0.1-2 mm

*Robbantasos szoéras: gaz+oxigén elegy, robbantas, 3900 °C,
900 m/s.

Problémak:

~tapadas
eréteg porozitas
*szennyezés
repedezés
*Osszetétel
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Plazmaszéré anyagok

Tiszta fémek

Ni, Cr, Mo, Al, W, Zn, Ag, Cu, Ta, Fe, Sn, stb.

Otvozetek

NiCcFe, CoCrFe, CoMoSi, NiCrAl, CrNiW, CoCrW,
CuAl, CuSn, CoCrNi, NiCr,

Alstvozetek

Ni-Al, Ni-Ti

Onfolyosité 6tvézetek

Ni-CrBSi, Co-Ni, CrBSi

Keverékek Onfolyésité porok + WC vagy Mo keveréke
Fém karbidok WC, Cr;3Cy, TiC, MoC
Boridok TiB,, ZrB,, CrB,,
Szilicidek MoSi,

Ni+CrO, W+Cr,03, Mo+Al,O3, NiAl+Al,O3,
Cermentek NiCr+MgOs

Oxid keramiak

Al O3, Al,O3+TiO,, Al,O3+Cr,03, Al,03+Si0,,
AlL,O3+LiAIO,, ZrO,, ZrO,+Ca0, TiO,, Cr20;
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CVD eljarasok

Kémiai g6zfazisu réteglevalasztas (chemical vapour deposition), a
szubsztrat fellletén gaz fazisbdl adszorbeal6dod reagensek kdzott
lezajlé kémiai reakcié eredményezi a rétegndvekedést.

El6nyei:

*szintézis az olvadaspontnal alacsonyabb hémérsékleten
tdmor, j6 tapadasu réteg

sepitaxialis nOvekedés lehetséges

*j6l hasznalhato bonyolult fellletek (liregek) bevonasara

Hatranyok:

*szubsztrat magas hédmérsékletd (500-700 °C)
sreagensek dragak és sokszor agresszivek
sesetenként nem gazdasagos
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PVD eljarasok

(physical vapour deposition), réteglevalasztas fizikai médszerekkel
Tipusai:

svakuumgdzolés

sporlasztas (semleges gazionokkal)

El6nyei:

*j6 tapadasu, téomor rétegek

*szubsztrat hdmérséklete alacsony (500 °C)

Reaktiv PVD ill. plazma CVD
Az elparologtatott vagy porlasztott atomok reaktiv gazokkal 1épnek
kdlcsdnhatdsba és vegyiletként valnak le.
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lonimplantacio és ion mixing

Felhasznalhato a fellleti tulajdonsagok javitasara méret
valtozas nélkul (alacsony hémérsékletii eljaras). A folyamat
soran nagyenergiaju ionokat visznek be a szilard test fellleti
rétegébe. Az alkalmazott ionfajta elvileg tetszdleges,
gyakorlatban f6ként N, B, O, Cr ionokat hasznalnak. Az
alkalmazott ionenergia tipikusan 20-300 keV, az
ionaramsl(rliség néhany A-mA/cm? tartomanyba esik. Az eljaras
behatolasi mélysége a néhany nm-m tartomanyba esik. Az
ionkoncentracié mindig Gauss eloszlasu.

lonimplanter:
ionforras, tbmegszeparator, gyorsitd, pasztazé, mintakamra,
nagyvakuum rendszer
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Az ionimlantacié kévetkezményei:

sugarzasi karosodas

a fellleti réteg megvaltozasa (metastabil fazisok létrejotte, finom
szemcseszerkezet és kivalasok, oldékonysag ndvekedés)

ElSnydk:

*erGsen sérllt (esetleg amorf) fellileti réteg létrehozasa
«fémeknél az oldékonysagi hatar névekedése
*metastabil fazisok kialakitasa

«alacsony hémérsékletii eljaras (nem okoz alakvaltozast)
*nincs tapadasi probléma

srendkivl tiszta kérnyezetben toérténik a réteglevalasztas
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Hatranyok:

*koltséges (nagy beruhazast igényel)

*a nagyvakuumrendszer haszndlata miatt kis termelékenységi
(10*-10"% Pa)

*nem sik geometrianal a munkadarab forgatasa sziikséges

«a fellleti réteg sekély.

Az ionimplantaciot kiterjedten hasznaljak 6tvozet alapu
implantatumok kopasallésaganak és surlédasi egyltthatdjanak
javitasara (pl. savallo acélok ill. titanétvézetek N, C vagy B
ionokkal valé bombazasa mesterséges izlleteknél), tovabba
keramiak (Al,O3) ill. keramia rétegek szivéssaganak novelésére.
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Az ion mixing

lonos keverés eljaras esetén rétegszerkezeteket bombazunk inert
gazok (Ar+, He+) ionjaival homogén -esetleg amorf- fazis
létrehozasa céljabdl. Az ion mixing eljaras egyeduilallé az idegen
természetl rétegek kozotti tapadas javitasaban, igy pl. alkalmas
az 6tvozetek feluletére el6zetesen levalasztott hidroxiapatit
rétegek kétésének jelentds javitasara.
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Felulet olvasztas vagy edzés nagy energiasiiriiségti
besugarzassal (elektronsugarral vagy lézerrel)

Modszerek:

~elektronsugaras olvasztas (pasztazo sugarral)

*|ézeres olvasztas (a sugar vagy a darab mozgatasaval), hiitési
sebesség: 108-10" K/s

Eljarasok:

*edzés: a fellilet gyors felhevitése majd lehiitése (olvadas nélkiil)
eolvasztas: a darab fellileti rétegének atolvasztasa

*0tvozés: 6tvozBelem bevitele a fellileti rétegbe

*beagyazas: nem 6tv6z6d6 anyag bevitele a fellleti rétegbe

«a felllet morfolégiajanak megvaltoztatasa (érdesités)
*bevonatolas (Ti, biolan)
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A nagy energiasiiriiségii besugarzasok hatasai a feliileti
rétegre:

+a fellleti réteg kémiai dsszetétele megvaltozik
+a réteg szerkezete valtozik meg:
szemcsefinomodas,
kivalasok méretének csdkkenése,

tultelitett szilardoldat létrejoétte,
(a gyors megszilardulas eredményeképpen)

amorf réteg kialakulasa lehetséges (laser glasing).
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Nd-iiveg lézer

1064 nm (= 1,064 um)

20*10 mm => 1*1 mm

3 Joule => 108 W/mm?

30 nsec Felllet h6mérséklete: 5-6000 2C

Mélység: ~ 10 um
22
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